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Abstract (en)
The problems are resolved of temperature holding of an anode by making a flat cathode (1) engraved in a device (8) for running focusing. It is shown
that, depending on the shape of this device, the heat flow at the anode is limited by a saturation value lower than a thermal holding limit for this tube.
In order to improve the thermal holding of the cathode, a hollow beam-shaped cathode is made. This ensures it a rigidity inherent in its beam-shape
without however enclosing it with the disadvantages of too large a thermal inertia. <IMAGE>

Abstract (fr)
On résout les problémes de tenue en température d'une anode en réalisant une cathode plane (1) inscrite dans un dispositif (8) de focalisation a
marche. On montre qu'en fonction de la forme de ce dispositif le débit thermique sur I'anode est limité par une valeur de saturation inférieure a une
limite de tenue thermique de ce tube. Pour améliorer la tenue thermique de la cathode on réalise une cathode en forme de poutre creuse. Ceci lui
assure une rigidité inhérente a sa forme en poutre sans lui conférer par ailleurs les inconvénients d'une trop grande inertie thermique.
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